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接着系細胞の培養に使用されるポリスチレン製プレート等の表面状態は、培養細胞の接着性・増

殖性に大きく影響することが知られている。その影響の仕方は、一般に培養細胞の種類によって

異なるため、本来、細胞種ごとに培養に適した培養表面処理法が存在すると考えられる。例えば、

整形外科の分野においては、患者自らの脂肪などから採取した間葉系幹細胞の安定した培養と分

化誘導の技術が確立されれば、感染リスクがなく低侵襲な再生医療が可能となると期待されてい

る。このため、細胞の培養や分化制御に用いられるバイオマテリアル表面の物理・化学的構造と

その生体反応の関係を明らかにすることは、再生医療技術の発展の観点から、極めて重要である。

こうした観点より、本研究では、細胞培養用ポリスチレン製プレート表面のプラズマ処理の条件

と、処理後の表面状態、およびその生体に与える影響の関係を明らかにすることを目的とする。

本発表では、X線光電子分光法（XPS）やフーリエ変換赤外分光法（FT-IR）等を用いて、プラズ

マ処理した細胞培養用ポリスチレンプレート表面を解析し（図 1）、放電条件と表面の化学状態の関

係について議論する。また同時に分子動力学法（MD 法）シミュレーションを用いてポリスチレ

ン基板上にイオンを打ち込み、その粒子数密度と結合状態（図 2）について議論を行う。 
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図 1：あるバイオマテリアルの表面
の FT-IR 解析例。アミノ基およびカ
ルボキシル基の存在が示唆される。 

図 2：ポリスチレン基板への NH3の
照射。Nが約 20Å入り込んでいる。 
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